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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和2年1月9日(2020.1.9)

【公表番号】特表2019-500652(P2019-500652A)
【公表日】平成31年1月10日(2019.1.10)
【年通号数】公開・登録公報2019-001
【出願番号】特願2018-531591(P2018-531591)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｆ    7/20     ５０１　
   Ｇ０３Ｆ    7/20     ５２１　
   Ｇ０２Ｂ    5/08     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和1年11月19日(2019.11.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特にマイクロリソグラフィ投影露光装置又はマスク検査装置の反射光学素子であって、
光学有効面（４００ａ、５００ａ）を有し、該光学有効面（４００ａ、５００ａ）は、
　基板（４０５、５０５）と、
　反射層系（４１０、５１０）と、
　少なくとも１つの多孔ガス放出層（４５０、５５０）であり、前記光学有効面（４００
ａ、５００ａ）に電磁放射線が照射される際に吸着粒子を少なくとも断続的に放出する少
なくとも１つの多孔ガス放出層（４５０、５５０）と
を有し、
　前記ガス放出層（４５０、５５０）は、前記反射層系（４１０、５１０）のうち前記基
板（４０５、５０５）に面する側に配置される反射光学素子。
【請求項２】
　請求項１に記載の反射光学素子において、該反射光学素子は、第１多孔ガス放出層（５
５０）及び第２多孔ガス放出層（５７０）を有し、該第２ガス放出層（５７０）は、前記
光学有効面（５００ａ）に電磁放射線が照射される際に前記第１ガス放出層（５５０）が
放出する粒子が前記第２ガス放出層（５７０）に少なくとも断続的に吸着するように設計
されることを特徴とする反射光学素子。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の反射光学素子において、該反射光学素子は、少なくとも１つの
放熱層を有し、該放熱層は、該放熱層のない類似の構造と比べて、前記光学有効面に電磁
放射線が照射される際に該反射光学素子において電磁放射線により誘起される熱の放射を
増加させることを特徴とする反射光学素子。
【請求項４】
　特にマイクロリソグラフィ投影露光装置又はマスク検査装置の反射光学素子であって、
光学有効面（１００ａ、２００ａ、３００ａ、４００ａ、５００ａ、７００ａ、８００ａ
）を有し、該光学有効面（１００ａ、２００ａ、３００ａ、４００ａ、５００ａ、７００
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ａ、８００ａ）は、
　基板（１０５、２０５、３０５、４０５、５０５、７０５、８０５）と、
　反射層系（１１０、２１０、３１０、４１０、５１０、７１０、８１０）と、
　少なくとも１つの放熱層（１２０、２２０、３２０）であり、該放熱層のない類似の構
造と比べて、前記光学有効面（１００ａ、２００ａ、３００ａ、４００ａ、５００ａ、７
００ａ、８００ａ）に電磁放射線が照射される際に前記反射光学素子において電磁放射線
により誘起される熱の放射を増加させる少なくとも１つの放熱層（１２０、２２０、３２
０）と
を有し、
　前記放熱層（２２０、３２０）は、前記反射層系（２１０、３１０）のうち前記光学有
効面（２００ａ、３００ａ）に面する側に配置される反射光学素子。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の反射光学素子において、前記放熱層（１２０）は、前記反射層
系（１１０）のうち前記基板（１０５）に面する側に配置されることを特徴とする反射光
学素子。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の反射光学素子において、該反射光学素子はさらに
、前記基板（３０５）と前記反射層系（３１０）との間に配置される断熱層（３３０）を
有することを特徴とする反射光学素子。
【請求項７】
　請求項６に記載の反射光学素子において、前記断熱層（３３０）は石英を有することを
特徴とする反射光学素子。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の反射光学素子において、該反射光学素子はさらに
、前記基板（７０５）と前記反射層系（７１０）との間に配置されるペルチェ素子（７８
０）を有することを特徴とする反射光学素子。
【請求項９】
　特にマイクロリソグラフィ投影露光装置又はマスク検査装置の反射光学素子であって、
光学有効面（７００ａ）を有し、該光学有効面は、
　基板（７０５）と、
　反射層系（７１０）と、
　前記基板（７０５）と前記反射層系（７１０）との間に配置されるペルチェ素子（７８
０）と
を有し、
　前記反射光学素子は、ミラー、特にマイクロリソグラフィ投影露光装置のミラー又はマ
スク検査装置のミラーである反射光学素子。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の反射光学素子において、該反射光学素子はさらに
、前記基板（８０５）と前記反射層系（８１０）との間に配置される熱緩衝層（８９０）
を有することを特徴とする反射光学素子。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の反射光学素子において、該反射光学素子は、３
０ｎｍ未満、特に１５ｎｍ未満の作動波長用に設計されることを特徴とする反射光学素子
。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の少なくとも１つの反射光学素子を備えた光学系
。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の光学系において、さらにヒートシンクが基板のうち反射積層体に面
しない側に配置されることを特徴とする光学系。
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【請求項１４】
　請求項１２又は１３に記載の光学系において、該光学系は、マイクロリソグラフィ投影
露光装置（９００）の光学系、特に照明デバイス又は投影レンズであることを特徴とする
光学系。
【請求項１５】
　請求項１２又は１３に記載の光学系において、該光学系は、マスク検査装置の光学系、
特に照明デバイス又は検査レンズであることを特徴とする光学系。
【請求項１６】
　照明デバイス及び投影レンズを有するマイクロリソグラフィ投影露光装置（９００）に
おいて、請求項１～１１のいずれか１項に記載の反射光学素子を有することを特徴とする
マイクロリソグラフィ投影露光装置。
【請求項１７】
　照明デバイス及び検査レンズを有するマスク検査装置において、請求項１～１１のいず
れか１項に記載の反射光学素子を有することを特徴とするマスク検査装置。
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